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13.Xeイオン注入NiFe薄膜の磁性研究

岩 嶋 輝 明

イオ ンは 人にお い ては､ 目的原子 の注 入､ 頻 の スバ ッ グ､ 格 子 欠陥 の生 戒 な どが 起 こ り､ 膜 の惟

日 が 変 化す る｡ 当研 究で は､ 磁性 薄膜 にXeイオ ンを ほ 入 して､ 注入 前 後で の 晴の 変 化 を調べ た｡

試 料 は､ 強 敵性 体で あ るNi81Fe19を S i基盤､ NaC ]単結 晶 上 に電 子 ビ- ム其 空蒸 着法で

蒸 着 した｡ この時､ NaC l基雀 は単結 晶で あ り蒸 着 時 の英 米渦 度 は 3 20oCく らい な の て､ エ ピ

タ キ シャル成長 して い るもの と思 われ る｡ た だ し電 粥 観官 に よれ ば､ 試 料 に よって結 晶粒 の方 位 の

揃 いか たは まち まちの よ うで あ る｡ 蒸着時 の 帽 博は 900A- 1000Å ぐらいで あ る｡ この 膜 に､

Xeイオ ンをdose､bea廿Current(注 入す る速 さ )を変 えて注入 した｡doseは､0.2､ 0.6､ 1.0､

2.0､4.0､8.0×1016ions/C42の 6種類 で､beadCurrentは0.5､1.5､2.8JĴ の 3横 根 であ る｡

currentとdoseの組 冷せ は下表の よ うで あ る｡ 加速電 庁 はすべ て 200kVで あ る｡ 注 入 後の 頗厚 は

はdoseに応 じて スパ ッタされ てい る｡

測定は､ VSM (試料 振 動 型故 力 計 )､ FMR り垂磁性 共 鳴 )､ EDX (EnergyDispersive

I-r ay spe ct rotletry) ､ 冗 BS(Ruthe rford ba c k s cat t e ring)ー 電粥 観 亨 な どを行 っ た｡V SM ､

冗 D X､ 氏BSは Si基躯 の試 料 を 用 い､ 電 粥 は N aC l耗北の 試 料 を用 い､ FMRは両方の 基公

で 測 定 した｡ 測定 渦度 は､ すべ て重 潟 で あ る｡ 電 粥 観 官 で は､ 注 入 に よ って N iFeの結晶杓 が 成

長 し､ 方節 が揃 う とい う現 象が 見 られ た｡ この現 象 は､ 托 入 したdoseが 多 いほ ど､ ま た同 じdoseで

もcurrentが 小 さい ほ ど新著 で あ る｡ 日だ っ た砥件 的 変 化 と して は､doseの増 大 に ともな い有 効飽 和

槌 化 (4冗･Meff)の 減 少が 起 こ る こ とが 見 られ て い る｡ 結 果の 一部 と して､ 下図 に FMRに よる

47rMefEの 変 化の 様 子 を示 す｡但 し､ 47rMeffの 芳 川は

uniforzB Mdeと して計 昇 して い る｡ 試 料 はNaCl基瀬上

の ものでBeatlCurrentは2.8JJAで あ る｡ FMliに関 しては､

currentに よる共 鳴 磁場 の変 化 は見 られ てい な い｡

表 1:注 入時 のCllrr.とDoseの組 合せ

Curr.tJLAー Dose【×1018ions/cI21

2.8 0.20.61.02.04.0-8.0

1.5 0.20.61.02.0

-945-

Xe' dose (xl(プGIons/cm2)

図 1:注 入量 L.よ る47FMeff の変化


